Elektro Kaplamada Optimum
Kosullar



Metal kaplama yuzeyine kaplama yapilan malzeme
ozelliklerini degistirir. Malzeme ylzeyinde i¢
gerilmenin ve porozitenin meydana gelmedigi iyi bir
baglanti(yapisma) olmasi beklenir. Ylzey kaplamada lyi
bir baglanti kaplama yapilan yuzeyin temizligine
baghidir. Yetersiz ylzey temizligi ile hazirlanan
malzeme kullanis i¢in uygun olmayan bir kaplamaya
sebep olabilir. I\/Ialzeme yuzeyindeki i¢ gerilmeler
kabuksu soyulmaya, malzeme ile birlikte hareket
etmeyen kaplamaya ve parcalanmaya sebep olur.
Bunun da nedeni kristal yapisindaki yabanci maddeler
olup, kaplama ve kaplanan malzemenin farkl
davranmasindir. Kaplamanin kristal yapisinda kalintilar
mevcut ise malzeme yuzeyi isil bir isleme tabi tutulur.
Sonugcta elektro metaldrjik olarak yapilan bir
kaplamada yUzey Ozellikleri degisir.




YUzeyin kaplanmasi icin yapilacak hazirhk burada ders
konusu edilmemistir. Gerilmenin ortaya ¢cikmasi da
kaplama islemi sirasinda olur ki, burada ele
alinmayacaktir. Diger taraftan kaplamadaki
semantasyonun etkisi ve kaplama verimi, porozite

Uzerindeki et

Yuzeylerden be
yapilacak

KI yan kantitatif yolla aciklanacaktir.
Klenen Ozelliklerin elde edilmesinde

Kaplamanin, uygulanan prosesin,

teknolojinin ve kazanilan deneyimlerin blayuk onemi

vardir.



KARMASIK COZELTILERDE SEMENTASYON VE
TASINIM

Bakir sulfat ¢cozeltisine cinko ilave edilirse;
Cu?*+Zn=Cu +Zn?*

Reaksiyonu meydana gelir. Cu metal haline gelirken Zn
¢cozunur(oksitlenir).
Siyanur iceren bakir sulfat ¢Ozeltisinde ise yeteri kadar kiicuk
potansiyel olmadigi icin sementasyon olmaz. Siyanurll bakir
¢Ozeltisinin akim potansiyeli ari bakir ¢ozeltisinin
potansiyelinden daha kucuktur. Diger taraftan c¢inko
siyanurll karmasik ¢cozelti izafi olarak zayif ve iki metal
arasindaki mukayese edilebilir bir dis akimla beslendiginde
¢inko siyanurden bakir elde edilir. Benzer reaksiyon;

Cu?* + Fe = Cu + Fe*
Seklinde dis akimla beslenerek yapilir.



Teorik olarak dis kaynakl akim kullanilmak suretiyle
bakir ve demir tersinir potansiyelle Iyl semene
olurlar. Bu nedenle celik tGzerine dnce bakir
siyandr iceren ¢Ozeltiden basariyla kaplanir,
reaksiyon demir ile siyanur arasinda ¢ok yavas
olur ve tersinir potansiyele ulasmaz.

En 1y1 yUzey kaplamalari siyanurlt ¢cozeltilerle elde
edilir. Bunlarin disindaki ¢ozeltilerle de 1yi
kaplama elde edilebilir. Bunlar ilgili kaynaklarda
aciklanmustir.

Katodun anyonlari absoblamasi 6nemli olup, proses
parametreleri kaplamada 6nem arzetmektedir.
Akim yogunlugunun degisimini duglren, katodda
absoblanan siyandr anyonlarini art|ran ko ularda
Iyl bir ylzey kaplamasi yapilabilir.




YUZEY KAPLAMADA POROZITE

Kaplanan ylzey Uzerinde bosluklarin olmamasi,
gerilim farkinin bulunmamasi i¢cin zamana
gore ylzey Uzerine tasinan kutlenin degisimini
veren matematiksel esitlik;

do /dt =k j (1-0)

Olup, burada t, zaman, k sabit, j akim yogunlugu
ve O coverage dir. Notur bir malzeme yizeyi
ve belli bir potansiyel icin bu esitlik gecerlidir.



Bu esitligin entegre edilmesiyle;
O=1-exp(-k]t)
Kaplama yapilmamis elktrod yuzeyi icin
I1=1-0 =exp(-k J t) Bunun deneysel

sonuclart;
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Figure 8.1. Relationship between the porosity and thickness of metal deposit for different
values of current.’®



t =0 iken;
dO /dt =k jolur ve

O ile t dogru oranti ile artarsa;

O =kt]=kQ
kQ,=1
k=1/Q,olur.

Burada Q, elektrik miktaridur.



1_[n = exp( 'n)

n=Q/Q,
Temas eden ylzey: 1-2f f f
Otr.Kap.kalinlig:: n n+l n-1

Porozite. IT = (1 — 2f)exp(-n) + f exp[-(n+1)] + f exp[-(n-1)]

[T=T1I[1-2f + f(e + e1)]
(e +el)>2vef >2icin porozitesiz, duz yizey olur.



EN AZ POROZITE iLE KAPLAMA

Kaplamada yuzey Uzerindeki ince filmin makro ve
mikro profilin olusumu akim yogunlugunun
dagilimina baghdir.

Akim yogunlugunun dar ve genis aralikta degisimi
ve katod degisiminin egimi ylzey filmini

olusturur. Bu karmasik ¢ozelti veya absorbant

ilavesi ile belirlenir. En dUz profil cok az degisen
akim yogunlugunun cok az degismesiyle elde
edilir. Sonucta akim yogunlugundaki degisim

katoddaki tabaka kalinhginin egimini artirirken

direnci dustrdar.



IYi BIR YUZEY KAPLANADA

- Basit veya karmasik ¢cozeltilerde metal
kaplama katod egiminin buyuk, akim
yogunlugu degisiminin az ve yeterl
negatiflikte katod potansiyeli ile,

- CoOzelti direncinin olabildigince az,
- Cesitli katki maddelert

Anodu ¢Ozecek cesitli amaclar icin kullanilan
aktivitorler de elektrolite ilave edilirler.



Akimin kararlihg! elektrolitik kaplamada cok
onemlidir. En basit akim rejimi genis akim
yogunlugunda kisa salinim yoluyla toplanan
kisa akim yolu birikimleriyle olur. Dusuk
akimda cekirdeklenme strekli olarak organik
llavelerle elde edilmektedir.



ELEKTROLITIK KAPLAMA VE YUZEY
BITIRME ISLEMLERI

Alasimlarnn ve kompozitlerin ytzeylrinin
kaplanmasi ve




